项目名称：超高真空薄膜制备装备的研制与应用

二、提名单位：厦门市集美区科技和工信局
三、项目简介：该项目面向前沿科技领域对高性能薄膜的迫切需求，研制一系列核心工艺制备装备，重点包括超高真空磁控溅射系统、超高真空双倾角镀膜设备、超高真空等离子体增强原子层沉积（PEALD）系统，项目突破了超高真空极限保持、薄膜纯净度控制、三维结构覆盖、界面钝化与原子级膜厚控制等关键技术瓶颈，形成的产品填补了国内高端薄膜制造装备的关键空白，与国际同类产品相比，成本降低，而关键技术指标达到或超过国际先进水平。

四、主要完成单位：厦门韫茂科技有限公司
五、主要完成人及其贡献：

1、赵茂生：作为项目总技术负责人，主导了全项目方案设计、核心腔体攻关及首台套专用装备研制。

2、王韫宇（YUNYU WANG）：作为核心技术负责人，负责关键部件研发与工艺优化，显著提升超薄薄膜性能和结制备可控性，并构建自动化控制系统。

3、雷志佳：负责设备工程化与迭代落地，实现磁控阴极国产化、腔体处理工艺创新及TiN均匀性提升。

4、石粒力：从事原理与关键技术指导，突破超高真空密封、薄膜均匀性和刻蚀精度等核心指标，并参与系统集成设计。

5、靳伟：专注等离子体源组件开发，设计出适用于超高真空的低氧含量射频电感耦合等离子体装置。
六、主要知识产权如下，包括1项发明，5项实用新型，3项软著：

1、原子层沉积设备和原子层沉积设备的定温定量输气装置，ZL202211038702.X；
2、超高真空磁控溅射设备控制系统，2023SR0493059；
3、一种用于真空和大气之间的旋转动力传输机构，ZL202421931178.3；
4、双倾角镀膜设备控制系统，2023SR0493060；
5、一种可多级调节源气体的等离子体发生装置，ZL202320254489.X；
6、一种应用于peald设备的等离子体装置，ZL202422339480.6；
7、一种原子层沉积设备和原子层沉积设备的源瓶加热装置，ZL202222279843.2；
8、一种原子层沉积设备和原子层沉积设备的管路均热装置，ZL202222279888.X；

9、韫茂SECS\GEM半导体设备通信标准通用模型接口软件，2024SR1012342。

七、推广应用情况：

项目完全达产后，预计可实现年产5-10套高端装备，年销售收入达1.2至1.6亿元。满足国内主要科研机构及产业化单位的装备需求，性能比肩国际先进水平，兼具本地化服务及成本优势，市场竞争力显著。

设备直接服务于高端低温电子器件研究与产业化试点应用，为我国前沿科技重大项目提供关键装备保障，助力形成自主可控的制备工艺链，降低对国外设备的依赖；同时，所突破的超高真空薄膜制备技术、精密控制技术等，也可推广应用于半导体制造、光学薄膜制造、新型极低温传感元件、高端光电子器件以及先进材料研究等方向，具有较强的横向延展效应。

